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緒言: Non-peripheral位にペンチル基を有するフタロシアニン (C5PcH2)は結晶多形を示し、成長条

件の違いにより安定相の型もしくは準安定相の型の単結晶が成長する[1]。我々はバーコート法

による C5PcH2薄膜作製において、C5PcH2の種結晶を用いることで選択的に異なる結晶構造の薄

膜が形成されることを見出した[2]。しかし、作製した薄膜中の 3次元的な結晶構造は明らかにな

っていない。そこで、本研究ではバーコート法により作製した C5PcH2薄膜の結晶構造を微小角入

射広角 X線散乱(GIWAXS: Grazing Incidence Wide-Angle X-ray Scattering)法により調べ、単結晶構造

と比較することで検討した。 

実験: バーコート法による C5PcH2の製膜条件は、基板温度を 40 ºC、製膜速度を 200 μm/s、製膜

溶媒をクロロホルム、溶液濃度を 20 g/Lとし、結晶成長の核となる C5PcH2の型もしくは型の

種結晶を配置した場合と、種結晶を配置しない場合について製膜を行った。GIWAXS 法により

C5PcH2薄膜の X線回折像を測定し、結晶構造解析[3]を行った。 

結果: C5PcH2薄膜の X線回折像および結晶構造を図 1に示す。α

型種結晶を配置して作製した薄膜では、図 1(a)に示すように、

Qx,y =3.83 nm
-1

(16.4 Å), 3.43 nm
-1

(18.3 Å)に回折ピークを検出した。

これらは、図 1(b)に示す C5PcH2の α型単結晶の面間隔 d(01l) = 

16.7 Å, d(001) = 18.7 Åに対応しており、この薄膜は α型結晶で

構成されていることがわかった。 

β 型種結晶を配置して作製した薄膜では、図 1(c)のように

Qx,y=3.27 nm
-1

(19.2 Å), Qz=3.44 nm
-1

(18.3 Å)に回折ピークを検出

した。これは、図 1(d)に示す C5PcH2の β型単結晶の面間隔 d(10l) 

= 19.4 Å, d(002) = 17.2 Åに対応し、β型結晶により構成されてい

ることがわかった。 

種結晶を配置しない場合は、図 1(e)に示すように、Qx,y=3.17 

nm
-1

(19.8 Å)、Qz=3.30 nm
-1

(19.0 Å)に回折ピークを検出した。こ

れらのピークは、α型、β型のいずれにも対応しておらず、異な

る結晶多形を有する可能性が示唆され、その分子パッキング構

造を図 1(f)の様に推定した。結果の詳細は当日報告する。 
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Fig. 1 XRD images by GIWAXS 

method and the crystal 

structures of C5PcH2 
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